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【緒言】 ポリイミド(PI)は他の有機材料と比較し優れた耐熱性や電気的・機械的性質を保持して

おり、その特徴を活かして電子・光学デバイスへの更なる応用が期待される。ドライプロセスで

ある蒸着重合法は、無溶媒で重合反応が可能であることや膜厚の調整が容易であることが利点と

して挙げられ、nmオーダーの薄膜を作製することが可能である。そこで、本研究では蒸着重合法

を用いて PI薄膜を作製することを目的とした。 

【実験】 Fig. 1 に示す無水カルボン酸 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride (NTCDA)とジ

アミン 5,4’-diamino-2-phenyl benzimidazole (DAPBI)の共蒸着によりポリアミド酸膜を作製した。各

モノマーを単独で蒸着し、水晶振動子法により測定した蒸着速度から基板上で等モル量で供給さ

れる条件を見積もった結果、各モノマーの加熱温度は NTCDA:300℃、DAPBI:250℃とされた。こ

れを基準として(a)等モル量条件、(b)NTCDA 過剰条件、(c)DAPBI過剰条件で Al基板上に 20分間

の共蒸着を行い、試料を作製した。次に得られた共蒸着膜を窒素雰囲気下で 100℃、200℃および

300℃のアニール処理を各々1 時間行うことでイミド化させた。これらの膜を IR スペクトル測定

および原子間力測顕微鏡(AFM)により評価した。 

【結果及び考察】 条件(a)で作製した膜の IRス

ペクトル測定結果を Fig. 2 に示す。共蒸着膜に

はアミド酸 C=O 伸縮振動由来のピークが 1778、

1739 cm-1に観測された。これをアニールすると、

イミド環 C=O 伸縮振動由来のピークが 1716、

1685 cm-1に、イミド環 C-N 伸縮振動由来のピー

クが 1346 cm-1にそれぞれ観測された。以上の測

定結果から、本条件により PIが形成されたと分

かった。しかしながら、1789、1751 cm-1におい

て未反応もしくは反応末端のNTCDAの C=O伸

縮振動由来のピークが観測されたことから、

NTCDA が過剰に供給されていたことやモノマ

ー同士の反応性が低いことが考えられる。Table 

1に各条件で作製した膜のAFM測定から求めた

表面粗さ Raを示す。DAPBIを過剰に供給するこ

とで平坦性が向上することがわかった。 
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Fig.1 structure of monomers 
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Fig.2  IR spectra of depositged films 

 

Table 1 AFM result of PI films 

Sample (a) (b) (c) 

Ra (nm) 10.3 14.5 0.5 
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